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(57) Abstract

The invention relates to a method for focusing during imaging of
structured surfaces of disc-shaped objects in order to provide images

& h

required for image processing, to enhance error detection accuracy and to 12
reduce the pseudo error rate. The distance arising as a result of controlled "
adjustment between a support plane acting as a base for the objects and a : 1
reference plane is corrected by an unadjusted pre-regulation control value <31

at least for one part of the surface. The inventive method can be chiefly Vv
used in process control of semiconductor wafer manufacturing.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zur Fokussierung bei der Abbildung struk-

turierter Oberfiichen von scheibenformigen Objekten besteht die Auf- 4

gabe, der Bildverarbeitung Bilder zur Verflgung zu stellen, die zu einer

Erhthung der Erkennungssicherheit von Fehlern und einer Senkung der ee \3

Pseudofehlerrate fthren. Ein durch geregelte Verstellung hergestellter Ab- y\ SL'/

stand zwischen einer zur Auflage fir die Objekte dienenden Tréigerebene \ NS

zu einer Bezugsebene wird gem#8 der Erfindung durch einen ungeregelten, 2\\1-

mindestens fir ein Teilgebiet der Oberfliche anzuwendenden Voreinstell- BB ) -

wert der Regelung korrigiert. Das Verfahren ist vorwiegend anwendbar in “ ==

der ProzeSSkontrolle von Halbleiterwafemn im Herstellungsprozes8, rﬁ ~ —
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